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カ ビ胞子の 改質ガ ラス へ の付着性の検討
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【目的】　 大気中に浮遊するカ ビは、食品や建材 ， さまざまな工 業製品に付着し繁殖する。

カビによる汚染は大 きな問題であるに もかかわ らず、 カ ビ胞子の 付着特1生に関する知見は極

めて 少ない 。 今回我々は 、 異な るpH 条件下で の 改質ガラス 面へ の胞子の付着 ・ 脱着性を検

討 し、 胞子表面の解離状態とその メ カ ニ ズムを考察 した。

【方法｝　 供試菌には、 環境汚染真菌で ある Cladospariua　cladosparioide ＆ AspergiiltLS

versicolor を用い た 。 0．1％ Tween80溶液で胞子を分散させ 、 ゼー
タサ イザー2000働 lvem

社）を用い カ ビ胞子の ζ電位 を測定した。 また 、 胞子を 10層以上集積させ たメンブラ ン フ

ィル ターを作製 し、FACE自動接触角計 （CA−Z型 ：協和界面科学  ）に よ り胞子表面の 接触

角を測定 した 。 脱着試験に用い た基板は 、 洗浄済カバ ーグラス に金を蒸着し、チ オール試薬

の 2剛 工 タノール溶液に浸漬するこ とによ り作製 した 。 この 改質ガラス に胞子懸濁液を 10

分間接触させて胞子を付着させ た後、 緩衝液 中で浸漬あるい は超音波処理するこ とに より脱

着挙動を観察 した。 なお 、 実験を行な っ たpH　2、 7、 9の条件は 、
　Mc1ユvain の広」或緩衝液 を

用い て調整 した 。

【結果 と考察】　 2菌の表面は 、 い ずれの pH の緩衝液に対 して も接触角が高 く、 高い 疎水

性を有 して い た。 しか し、 胞子表面は 、 申性 〜 アル カ リ性域で アニ オ ンに帯電 し、 pH　2 付

近が等電点であ っ た。 この 2菌の 脱着試験では、 浸漬 ・超音波 、 双方の処理条件で、〔H3基

板面 よ りOH基板面の 残存胞子数が多か っ た 。 これは、　OH基板面で の極陛成分の界面エ ネル

ギーが大 きい こ とに起因 して 、 付着仕事量が増大 したためで あると推察され た 。

　浸漬処理での 残存胞子数は 、 両基板、 2菌ともに顕著な pH依存牲は観察されなか っ たが 、

超音波処理で の 残存胞子数は pH に依存した 。 （H3基 板面で は、 2菌ともに pH　9で の残存胞

子数が僅かに減少し、 OH基板面で は A．　 versicolor におい ての み 、
　pHの増大にともない 残

存胞子数は減少した 。 これ らの こ とは 、 pH の増大にともない胞子表面のア ニ オン電荷の 増

加や界面ネル ギーに対する極性成分の寄与が増加するこ とで 、 胞子付着面へ の 水の 侵入やバ

ル クへ の 分散が促進されたため と示唆された 。 さらに 、 0，cladosparioides 表面のア ニ オ

ン電荷は A．versicolor に比べ て大 きい に もかかわ らず、残存胞子数 では pH依存が観察さ

れなか っ たこ とか ら、 電荷を示 した樹 生基が胞子最表面よ り内在化して い る可能陛も示 唆さ

れた。 なお 、 胞子表面と同時に、 付着基板側の解離もpHに依存する COOH基板面におい て 、

カ ビ胞子付着 ・ 脱着挙動 を現在検討中であ り、 合わせて考察する 。
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